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À≈—°°“√/§«“¡‡ªìπ¡“
À≈—°°“√À≈—°°“√À≈—°°“√À≈—°°“√À≈—°°“√ ©“¬· ß®“°‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥· ß ºà“π·ºàπµâπ·∫∫ (Mask) ≈ß∫π·ºàπ

‡«‡øÕ√å‡§≈◊Õ∫πÌÈ“¬“‰«· ß (Resist) ·≈â«π”‡«‡øÕ√å‰ª≈â“ß¥â«¬ Developer øî≈å¡‰«

· ß‡©æ“– à«π∑’Ë‚¥π· ß®–À≈ÿ¥ÕÕ° ∑”„Àâ‡«‡øÕ√å∫“ß∫√‘‡«≥¡’øî≈å¡ªî¥ ∫“ß∫√‘‡«≥

‰¡à¡’øî≈å¡ªî¥  à«π∑’Ë ¡’ / ‰¡à¡’ øî≈å¡ªî¥ π’È∂◊Õ≈«¥≈“¬™—Ë«§√“«‡Àπ◊Õº‘«‡«‡øÕ√å ‡¡◊ËÕ

RDE1

°√–∫«π°“√∂à“¬·∫∫‰Õ´’ ¥â«¬‡§√◊ËÕß
Direct Write Laser Pattern Generator
°√–∫«π°“√∂à“¬·∫∫ (Lithography)°√–∫«π°“√∂à“¬·∫∫ (Lithography)°√–∫«π°“√∂à“¬·∫∫ (Lithography)°√–∫«π°“√∂à“¬·∫∫ (Lithography)°√–∫«π°“√∂à“¬·∫∫ (Lithography) „π°“√º≈‘µ«ß®√√«¡ (À√◊Õ º≈‘µ‰Õ´’) ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë°Ì“Àπ¥≈«¥≈“
¬«ß®√ °àÕπ‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√°—¥ “√ (Etching) À√◊Õ¬‘ßΩíßª√–®ÿ

·ºàπµâπ·∫∫ (Mask)·ºàπµâπ·∫∫ (Mask)·ºàπµâπ·∫∫ (Mask)·ºàπµâπ·∫∫ (Mask)·ºàπµâπ·∫∫ (Mask)  √â“ß®“°·°â«„ ©“∫¥â«¬

‚§√¡ (Chrome) ∑÷∫· ß ‡¡◊ËÕºà“π°√–∫«π°“√

 √â“ßµâπ·∫∫ (Mask making) ‚§√¡∫“ß∫√‘‡«≥

∂Ÿ°°—¥ÕÕ° ∫“ß∫√‘‡«≥§ßÕ¬Ÿà‡°‘¥‡ªìπ≈«¥≈“¬∑÷∫

(¡’‚§√¡°—Èπ· ß) ·≈–≈«¥≈“¬„  (‰¡à¡’‚§√¡°—Èπ

· ß)

°“√ √â“ß«ß®√√«¡°“√ √â“ß«ß®√√«¡°“√ √â“ß«ß®√√«¡°“√ √â“ß«ß®√√«¡°“√ √â“ß«ß®√√«¡

‡«‡øÕ√åµâÕßºà“π°“√≈Õ°≈“¬ ®“°·ºàπµâπ·∫∫∑’

≈–·ºàπ ‚¥¬·µà≈–·ºàπ¡’≈«¥≈“¬µà“ß°—π ∂Ÿ°

„™â∫π‡«‡øÕ√å‡¥’¬«°—π ‡√’¬ßµ“¡≈”¥—∫°“√

ÕÕ°·∫∫

‡§√◊ËÕß Direct Write Laser Pattern Generator DWL 2.0‡§√◊ËÕß Direct Write Laser Pattern Generator DWL 2.0‡§√◊ËÕß Direct Write Laser Pattern Generator DWL 2.0‡§√◊ËÕß Direct Write Laser Pattern Generator DWL 2.0‡§√◊ËÕß Direct Write Laser Pattern Generator DWL 2.0

°“√ √â“ß·ºàπµâπ·∫∫°“√ √â“ß·ºàπµâπ·∫∫°“√ √â“ß·ºàπµâπ·∫∫°“√ √â“ß·ºàπµâπ·∫∫°“√ √â“ß·ºàπµâπ·∫∫ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥«à“ ‚§√¡∫√‘‡«≥„¥∫π·ºàπµâπ·∫∫ ®–∂Ÿ°°—¥

ÕÕ°∫√‘‡«≥„¥§ßÕ¬Ÿà „™âÀ≈—°°“√¢Õß Lithography (‡§≈◊Õ∫øî≈å¡‰«· ß - ©“¬· ß

- ≈â“ßøî≈å¡) ‡™àπ°—π ¢âÕ·µ°µà“ßÕ¬Ÿàµ√ß∑’Ë °“√©“¬· ßµâÕß„™â‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë “¡“√∂

‡¢’¬π≈“¬«ß®√√«¡∑’ËÕÕ°·∫∫≈ß∫π·ºàπ

µâπ·∫∫∑’Ë‡§≈◊Õ∫ “√‰«· ß‰¥â‚¥¬µ√ß ‡™àπ

‡§√◊ËÕß Direct Write Laser Pattern

Generator √ÿàπ DWL 2.0

·ºàπµâπ·∫∫  ”À√—∫™—Èπ‚æ≈’´‘≈‘°Õπ ¢Õß MOS  5
‰¡§√Õπ ®”π«π 100 chips ∑’Ëº≈‘µ„π‚§√ß°“√§«“¡

√à«¡¡◊Õ NTT-AT /TMEC-NECTEC/ ERC-KMITL

∫√‘°“√∫√‘°“√∫√‘°“√∫√‘°“√∫√‘°“√ ªí®®ÿ∫—π‡§√◊ËÕß DWL 2.0 ¢Õß »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’‰¡‚§√Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (TMEC/RDE1) µ‘¥µ—Èß

™—Ë«§√“«Õ¬Ÿà∑’Ë »Ÿπ¬å«‘®—¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“œ≈“¥°√–∫—ß  ”À√—∫ √â“ß

µâπ·∫∫ „π‚§√ß°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ NTT-AT /TMEC-NECTEC/ ERC-KMITL ‡æ◊ËÕæ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’

‡§√◊ËÕß DWL  “¡“√∂∂à“¬·∫∫‰Õ´’≈ß∫π‡«‡øÕ√å‡§≈◊Õ∫

øî≈å¡‰«· ß‚¥¬‰¡à„™â·ºàπµâπ·∫∫ ·µà„™â‡«≈“‡¢’¬ππ“π

‡æ√“– ‡¢’¬π∑’≈–·π«Ê ®π§√∫™‘æ ·≈â«®÷ß‡√‘Ë¡™‘æ„À¡à

„π¢≥–∑’Ë°“√∂à“¬·∫∫ ‚¥¬„™â·ºàπµâπ·∫∫ ‡™àπ‡§√◊ËÕß

Mask aligner  “¡“√∂≈Õ°≈“¬®“° Mask Àπ÷Ëß ·ºàπ

∑’Ë¡’À≈“¬™‘æ ≈ß∫π‡«‡øÕ√å¥â«¬°“√©“¬· ß ‡æ’¬ß§√—Èß

‡¥’¬«®÷ß¡’ Throughput  Ÿß°«à“À≈“¬‡∑à“

 à«π CONVERT „™â

·ª≈ß‰ø≈å ®“° Layout

design

 à«π Exposure:

°”Àπ¥ ·≈–‡¢’¬π

®”π«π/™π‘¥  chip ∫π

·ºàπµâπ·∫∫

‡¢â“°√–∫«π°“√º≈‘µ¢—Èπ∂—¥‰ª ‡™àπ°“√°—¥ “√∫√‘‡«≥∑’Ë‰¡à¡’øî≈å¡ªî¥®–∂Ÿ° “√‡§¡’°—¥‡π◊ÈÕ

¢Õß‡«‡øÕ√åÕÕ° ·µàº‘«‡«‡øÕ√å∑’Ë¡’øî≈å¡ª°ªÑÕß®–§ßÕ¬Ÿà À≈—ß¢®—¥øî≈å¡‰«· ß∑—ÈßÀ¡¥ÕÕ°

(Stripping) ‡°‘¥‡ªìπ≈“¬∂“«√∫π‡«‡øÕ√å

°√–∫«π°“√ º≈‘µ«ß®√√«¡·∫∫´’¡Õ  (CMOS Integrated Circuits Fabrication Technology)

·≈–  “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√ √â“ß·ºàπµâπ·∫∫«ß®√√«¡ À√◊Õ∂à“¬·∫∫≈ß∫π·ºàπ‡«‡øÕ√å ‰¥â∑’Ë√–¥—∫

‡∑§‚π‚≈¬’ 5 ‰¡§√Õπ (√“¬≈–‡Õ’¬¥ http://tmec.nectec.or.th)

Mask Aligner ∂à“¬·∫∫®“°·ºàπ
µâπ·∫∫ ≈ß∫π wafer

Chip layout ¢Õß‰Õ´’∑’ËÕÕ°·∫∫ ‡ªìπ Layer ´âÕπ∑—∫
°—ππ”‰ª·¬° √â“ß·ºàπµâπ·∫∫


